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[ 研究概要 ]
　材料としては、半導体シリコン（特に、エピタキシャル薄膜）、炭化珪素を取り扱っています。これら電子材料

を生産するための反応装置・プロセス研究に関して、反応工学の視点から、特に「表面」に関わるプロセス技術

の研究・開発を行っています。特に、シリコンエピタキシャル成長、炭化珪素系薄膜低温形成、炭化珪素エッチン

グ、ウエハ洗浄技術、分子汚染、を対象としています。

詳細は、

http://kenkyu-web.jmk.ynu.ac.jp/Profiles/0010/0000506/profile.html　

をご覧下さい。

[アドバンテージ]
　次の特徴があります。

(1）反応性ガスの活用：三フッ化塩素、塩化水素、メチルシラ

ン、トリクロロシランを利用した薄膜形成、エッチングに関す

る基礎プロセス開発

(2)半導体プロセスの反応工学と輸送現象：薄膜成長装置

内の輸送現象解析と設計、薄膜形成および結晶エッチング

の化学反応プロセス開発、ウエハ湿式洗浄に関わる輸送現

象、表面における分子の吸着脱離挙動解析、高速熱プロセ

スの解析

[事例紹介]
(1)シリコンエピタキシャルリアクタにおける化学反応解析と

成長速度シミュレーション、成長速度の高速化

(2)三フッ化塩素によるシリコン、二酸化珪素、炭化珪素の

エッチング速度測定と数値解析（速度定数決定）、リアク

タークリーニング技術

(3)モノメチルシランによる炭化珪素系薄膜の低温形成

(4)バッチ式シリコンウエハ洗浄槽における水流の観察と解

析設計

(5)シリコン表面における多成分有機物（DEP, IPA, オクタ

ノールなど）吸着・脱離挙動の測定と解析

ほか

■ 相談に応じられるテーマ
産業用反応性ガスを利用した薄膜形成技術(CVD・エッチング・洗浄・ク

リーニングなど)の開発・解析

輸送現象解析を活用した半導体プロセスと装置開発 

半導体結晶材料生産プロセス開発(シリコン・炭化珪素・化合物半導体)

高速昇降温加熱炉など光を用いた加熱装置の設計・開発

生産工程における空気からの汚染測定・管理（有機物付着・汚染な

ど）&水晶振動子を用いた極微量重量分析 

 

■ 主な所属学会
応用物理学会

化学工学会

日本結晶成長学会 

■ 主な論文
『複数種有機物のシリコン表面吸着脱離挙動』「クリーンテクノロ

ジー」2007.1

■ 主な特許
特願2003-363664「炭化珪素のエッチング方法，研磨方法及び加工

方法」

特許第3675697号「環境空気中の有機物濃度の測定方法および測

定装置」

特願2002-134989「珪素堆積膜の成膜装置のガスクリーニング方

法」

■ 主な著書
「有機物汚染」第５章第３節『シリコン表面有機物汚染における

気流流速の影響』技術情報協会 2007
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工学
プロセス・化学工学




